ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК 1SiO2:25ZrO2 МЕТОДОМ RBS
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Тонкие пленки смешанного состава SiO2/ZrO2, где на 1 атом Si приходится 25 атомов Zr, были получены из золей методом ‘spin-coating’ (центрифугирования). Основной задачей было определение влияния скорости вращения центрифуги на толщину и элементный состав пленок. Исследование  проводилось методом резерфордовского обратного рассеяния с высоким энергетическим разрешением на электростатическом генераторе ЭГ-5 ЛНФ им. И. М. Франка. Описание эксперимента и использованных программ дано в статье /1/. 
Анализ показал, что во всех тонких пленках 1SiO2:25ZrO2 в приповерхностном слое содержатся такие элементы, как Zr и O.  Моделирование спектров RBS показало, что формируется тонкая пленка толщиной ~ 5-19 нм.  Так же был произведен элементный анализ состава подложки (покровного стекла), в котором были обнаружены следующие элементы: Ca, P, Si, O, C
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